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Przedmiotem wynalazku jest wielowarstwowy
element $wiattoczuly do elektrofotografii zawiera-
jacy co najmniej jedng warstwe z drobnoziarni-
stego fotoprzewodnika zmieszanego z organicznym
spoiwem. .

Znane tego typu elementy $wiattoczule do elek-
trofotografii w postaci plyt kserograficznych, beb-
néw lub folii skladajgcych sie najczesciej z me-
talowego podloza, na ktére naniesiona jest metoda
lakiernicza warstwa zawiesiny drobnoziarnistego
fotoprzewodnika, takiego jak siarczek kadmu CdS,
trojtlenek arsenu As,Se;, tlenek cynku ZnO, czy
tez trojsiarczek antymonu Sh,S; w organicznym
spoiwie wielkoczasteczkowym. Tego rodzaju war-
stwa jest w ciemnosci dobrym izolatorem, zdolnym
do utrzymania ladunku elektrycznego na powie-
rzchni. Przy of$wietlaniu przewodnictwo warstwy

- znacznie wzrasta, co pozwala odwzorowaé¢ na niej
obraz w znanej elektrofotograficznej metodzie
zobrazowania informacji.

Jedng z wad tych elementéw, zwlaszcza elemen-
tow, od ktoérych wymagana jest wysoka $wiatlo-
czulo$¢é a wiec majgcych warstwe $wiatloczulg
o wysokiej stosunkowo zawarto$ci fotoprzewodni-
ka jest to, ze charakteryzuja sie one niedostatecz-
nie gladkg powierzchnig, co utrudnia usuawanie
z elementu pozostalosci proszku wywotujacego i jest
przyczyng wystepowania ciemnego tla na kopiach
elektrofotograficznych.

Znane sg réwniez. z angielskich patentéw nr
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1337227 i 1337228 elementy elektrofotograficzne
skladajgce sie z naniesionej na przewodzace pod-
loze cienkiej warstwy organicznego lub nieorga-
nicznego fotoprzewodnika, na ktdérg naniesiona jest
przezroczysta ioowloka z elektronoaktywnego ma-
teriatu organicznego.

Naladowana elektrostatycznie warstwa utrzymu-
je w ciemnosci tadunek na powierzchni, natomiast
pod dzialaniem Swiatla nastepuje generacja no$-.
niko6w w postaci elektronéw lub dziur w warstwie
fotoprzewodnika, wstrzykiwanie ich do eleitrono-
aktywnej powloki i transport nos$nikéw ku jej
powierzchni dla zneutralizowania w miejscach na-
Swietlonych tadunku powierzchniowego. -!Tzyskany
w ten sposOb skryty, elektrostatyczny obraz od-
powiadajacy rzutowanemu na element oprazowi
Swietlnemu wykorzystuje sie w znanym procesie
elektrofotograficznego kopiowania.

Wada obydwu omoéwionych rodzajéw elementéw
Swiatloczutych, zaréwno jedno- jak i wielowar-
stwowych ~ jest ich niska wytrzymalos¢ dielek-
tryczna. '

W procesie elektrofotograficznego kopiowania,
warstwy bedace w ciemno$ci dobrymi izolatorami
ladowane sg elektrostatycznie do potencjalu wy-
noszgcego co najmniej kilkaset woltow. Niewielkie
nawet niecigglosci powloki w postaci pecherzy,
drobnych mechanicznych zanieczyszczen, czy aglo-
meratoro6w czastek fotoprzewodnika w spoiwie,
trudne do unikniecia przy lakierniczych metodach
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nanoszenia powloli-, stajg sie¢ przyczyng miejsco- "

.Wych gradientow potencjatlu i przebié elektrycz-
nych przejawiajacych sie na kopiach w postaci
niewielkich biatych lub czarnych kropek.

Znany jest sposéb zwiekszenia wytrzymaiosci di-
‘elektrycznej elementu poprzez zwiekszenie grubo-
$ci warstwy, pociaga to jednak za sobg zmniej-
szenie $wiatloczulo$ci, ze wzgledu na przedtuza-
nie .drogi transportu no$nik6w, oraz .zmniejszenie
natezenia pola elekirycznego wewnatrz warstwy.

Znane s roéwniez z patentu japonskiego nr
48-27932 elementy S$wiatloczule stosowane w ko-
piarkach elektrofotograficznych, ktérych wytrzy-
malo§é dielektryczna oraz gladkosé powierzchni
podwyzszona jest w ten spos6b, zZe na zewnetrznag
powierzchnie warstwy $wiatloczutej naniesiona‘jest
powloka z przezroczystego materiatu, bedacego
dobrym izolatorem. Takie rozwigzanie prowadzi
jednak do skomplikowania procesu ‘kopiowania,
gdyz wymaga stosowania specjalnych

zostajgcego na powierzchni izolacyjnej po kazdym
cyklu’ kopiowania.

Celem wynalazku jest opracowanie elementu
Swiatloczulego, ktéry przy wysokiej swiattoczutosci
i zdolnosci do utrzymywania w ciemno$ci ladunku
elektrycznego przy potencjale wynoszagcym:' od kil-
kuset do kilku tysiecy woltéw, charakteryzuje sie
wysoka o_dpornos"cia na przebicia, zdolnoscig do

catlkowitego rozladowania pod dzialaniem s$wiatla

oraz dobrg gladkoscig powierzchni. ;

Istota wynalazku polega na tym, ze warstwa
przewodzgca lub fotoprzewodzacy uklad warstw
elementu $wiatloczutego pokryty jest przezroczy-
st powlokg o konduktancji skrosnej wiekszej, ko-
rzystnie 10 razy wiekszej, od konduktancji skros-
nej warstwy fotoprzewodzacej lub fotoprzewodzg-
cego ukladu warstw w ciemnosci. Przezroczysta
powloke warstwy fotoprzewodzacej lub fotoprze-
wodzacego ukladu warstw stanowi warstwa jed-
‘no- lub wieloskladnikowego materialu zawieraja-
cego co najmniej jedng wielkoczgsteczkowa sub-
stancje organiczng o wlasciwosciach blonotwor-

czych. Grubo$é powloki wynosi od 1 um do
100 pm.
‘Element $wiatloczuly wedlug wynalazku moze

mie¢ postaé plyty, bebna, elastycznej tasmy itp.
Grubos¢ powloki przewodzacej oraz warto$¢ jej
konduktancji skroS$nej dobierana jest zaleznie od
rodzaju i grubosci warstwy $wiattoczulej oraz pa-
rametré6w eksploatacyjnych urzadzenia, w ktérym
stosowany jest element. i

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia element $§wiatloczuly wedlug wyna-
lazku w postaci plyty, fig. 2 fragment elementu
Swiattoczulego w postaci bebna, a fig. 3 wykres
ilustrujgcy rozklad potencjalu wzdluz przekroju
elementu $wiatloczulego naladowanego elektrosta-
tycznie w ciemnosei. ’

Element $§wiatloczuly wedlug wynalazku prze-
znaczony do kserograféw plytowych pokazany na
fig. 1 sklada sie z aluminiowego podloza 1, na
ktéorym naniesiona jest metoda lakierniczg war-
stwa $wiatloczula 2. Powierzchnia warstwy swia-
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tloczulej - pokryta jest przezroczysta powloka 3.
Fragment eleméntu $wiatloczulego w- postaci
bebna, przeznaczonego do automatycznych ksero-
graf6w rotacyjnych, przedstawiony na fig. 2 skla-
da sie z aluminiowego walca 4, na ktérego po-
wierzchni znajduje sie warstwa §wiatloczula 5
pokryta przezroczysta powloka 6. .
Konduktancja powloki jest co najmniej kilka-
krotnie wieksza od konduktancji warstwy swiatlo-
czulej w ciemnosci, tak aby po naniesieniu la-
dunku elektrycznego rozklad potencjaiu elektrycz-
nego w elemencie $§wiattoczulym byt taki, jak na
wykresie przedstawionym na fig. 3, gdzie U ozna-
cza potencjal, a g — odleglo$¢ od powierzchni po-
wloki. Je$li konduktancja powloki jest odpowied-
nio wieksza od konduktancji warstwy $wiatloczu-
lej, to w toku ladowania elementu $wiattoczutego
ladunek ‘elektryczny przeplywa przez powloke
i osadza sie- na powierzchni rozgraniczajacej te
powloke od warstwy $wiatloczulej. Roéwnoczesnie
na granicy warstwy Swiatloczulej i podloza prze-
wodzgcego powstaje ladunek indukowany przeciw-

.nego znaku. Poniewaz spadek potencjalu na po-

wloce jest dzieki jej duzej konduktancji znikomy,
prawie cala réznica potencjalu przypada na war-
stwe $wiatloczulg. Zatem naswietlenie elementu
Swiattoczulego powoduje praktycznie calkowitg
neutralizacje ladunk6éw elektrycznych w miejscach
naswietlonych.

Glowna korzys$é, jaka daje obecnosé stosunko--
wo dobrze przewodzacej powloki, wynika z wy-
réownania roézinic potencjalu, ktére mogg wystapié
na powierzchni warstwy $wiatloczutej w kierunku
jej rozciggloSci wskutek niejednorodnosci samej
warstwy lub nier6wnomiernego sptywu ladunkéw
z ukladu ladujgcego. Zapobiega to deformacji
obrazu elektrostatycznego na powierzchni war-
stwy. Konduktancja powloki nie moze byé jed-
nak zbyt duza, gdyz spowodowaloby to przeplyw
ladunku -juz po wytworzeniu obrazu elektrosta-
tycznego i Zasarcie sie jego konturu. Dlatego kon-
duktancja powloki musi byé dobrana tak, aby
byla kilka do kilkudziesieciu razy wieksza od kon-
duktancji V\‘rarstwy Swiatloczulej. Doboér konduk-
tancji powloki musi jednak takze uwzgledniaé¢ wa-
runki eksploatacji elementu $§wiatloczutego. Kon-
duktancja powloki powinna by¢ tym wieksza im
krotszy jest czas trwania cyklu wytwarzania obra-
zu, tak aby ladunek elektryczny zdazy! przez nig
przenikngé w okresie czasu pomiedzy naladowa-
niem a nas$wietleniem elementu $wiattoczulego.

Sciste okre$lenie bezwzglednej wartosci konduk-
tancji powloki - nie jest istotne, gdyz w warun-
kach wysokich natezen pola elektrycznego, wy-
stepujgcego w elemencie $wiattoczulym w toku
procesu elektrofotograficznego, konduktancja staje
sie zalezna od natezenia pola. Zalezy ona zatem
od sposobu i intensywnosci ladowania elementu
$wiatloczulego w danym urzadzeniu elektrofotogra-
ficznym. Natomiast istotnym dla prawidlowego
dzialania elementu swiatloczulego jest nie wartosé
bezwzgledna, lecz stosunek konduktancji powloki
do konduktancﬁ warstwy $Swiattoczulej w ciem-
no$ci. Stosunek ten wynosi zwykle okolo 10 i jest
w prosty spos6b dobierany na drodze doswiadczal-
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nej do warunkéw pracy danego urzadzenia elek-
trofotograficznego. Konduktancje powloki' mozna
zmieniaé w szerokim zakresie przez odpowiedni
deb6r materialu, to jest substancji blonotwérczej
- 1 dodatkéw modyfikujacych jej wlasnosci elek-
tryczne oraz przez dobdr grubo$ci samej powloki.

Przyktad I. Element $wiatloczuly wykona-
ny w postaci plyty sklada sie z aluminiowego pod-
~ loza 1, na ktérym naniesiona jest warstwa $wia-
tloczula 2 o grubosci 20 um zawierajgca drobno-
ziarnisty tréjtlenek arsenu zmieszany z zZywica

epoksydowa w proporcjach 40 czeSci wagowych’

A52583 na 60 czeSci wagowych zywicy. Powierzch-
nia warstwy Swiattoczulej pokryta jest powloks 3

o gruboSci 10 um z zywicy melaminowo-formal-
dehydowej zawierajacej 5% dodatku rodanku wap-
niowego. Stosunek konduktancji skrosnej powlo-
ki 3 do konduktancji skrosnej warstwy $wiatto-
czulej w ciemnosci wynosi 8 do 1. Opisany ele-
ment stosowany jest -z bardzo dobrymi rezultatami
‘do wykonywania kopii kserograficznych < niezau-
tomatyzowanych kserografach plytowych.

Przyktad II. Element §wiatloczuly sklada sie
z aluminiowego walca 4, na ktbérego powierzch-
ni znajduje sie warstwa $wiatloczula 5 o grubosci
15 um wykonana z mieszaniny As;Se; ze spoiwem
w proporcjach 50% wagowych As,Se; i 50% wa-
gowych zywicy epoksydowej. Warstwa swiattoczu-
ta pokryta jest powlokg 6 o grubosci 8 ’/,am,z mie-
szaniny zywicy karbamidowej i zywicy ftalowej
z dodatkiem 5% kwasu p-toluenosulfonowego. Sto-
sunek konduktancji skro$nej powloki 6 Jdo kon-
duktancji skrosnej warstwy $wiattoczulej 3 w ciem-
nosci wynosi 12 do 1. W trakcie eksploatacji w
automatycznej kopiarce rotacyjnej beben wykazu-
je dobre wlasciwo$ci elektrofotograficzne i cksploa-
tacyjne. :

Przyktad III. W innym przykladzie wykona-
nia elementu $wiatloczulego wedlug wynalazku,
majacego réwniez postaé bebna warstwa $wiatlo-
czula 5 o grubodci 12 um wykonana jest z mie-
szaniny Zywicy melaminowo-formaldehvdowej
i CdS w proporcjach 85% wagowych CdS i 15%
wagowych spoiwa. Przezroczysta powloka 6 o gru-
bosei 10 wm wykonana jest z zywicy poliamido-
wej z dodatkiem 4% chlorku czterobutyloamino-
wego i wykazuje konduktancje skrosng 20 razy
wiekszag od konduktancji skroénej warstwy Swia-
ttoczutej 5 w ciemnosci.

Przyktad IV. Warstwa sw1atloczula 2 skla-
da sie z cienkiej warstwy wykonanej z zawiesiny
Sb,S; w zywicy fenolowo-formaldehydowej i cien-
kiej warstwy z zawiesiny As,Seg w zywicy epo-
ksydowej. Lgczna grubo$é warstwy swiatdoczutej
sktadajgcej sie¢ z wukladu dwu warstw wynosi
22 um. Powloke o podwyzszonej konduktancji
o grubos$ci 15 um wykonano z mieszaniny zywicy
poliizocyjanianowej i zywicy poliestrowej z do-
datkiem 6% polimeru tlenku styrenu zawierajg-
cego z pozycji 2 grupe kwasu sulfonowego w po-
staci soli IV-rzedowej z N,N-dwuetylo-N-dodecy-
loaming. Konduktancja skrosna powloki bhyla 10
razy wieksza- od konduktancji skro$nej ukladu
warstw $wiatloczulych w ciemnosci.

Przyktad V. Element $wiatloczuly wedlug
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wynalazku wykonany jest .w postaci tasmy ma-
jgcej w rozwinieciu ksztalt ptyty, w ktérym pod-
loze 1 stanowi elastyczna folia aluminiowa o gru-
bosci 0,2 mm. Warstwa éwiétloczulq o grubosci

10 um zawiera 45% As,Se; i 55% zywicy poliwi-

nylowej. Przezroczysta powloka o grubosci 5 um
wykonana jest z zywicy poliwinylowej zawiera-
jacej dodatek 8% chlorku poliwinylo-benzylo-tréj-
metylo-amoniowego. Konduktancja skrosna powto-
ki jest 15 razy wieksza od konduktancji skro$nej

w ciemnosci.

We wszystkich oméwionych przykladach wyko-
nania elementu $wiattoczulego przed naniesieniem
przezroczystej powloki warstwy $wiattoczute na-
ladowane w ciemnosci do potencjalu powyzej
500 V wykazywaly liczne przebicia i ze wzgledu:
na zbyt niskg wytrzymalo§é dielektryczng nie na- -
dawaly sie do eksploatacji. Powierzchnia warstwy
Swiatloczulej byla chropowata, co utrudnialc §cie- .
ranie pozostatosci proszku wywotujacego z po-
wierzchni ptyty czy walca. Po. pokryciu powlokg
o podwyzszonej przewodnosci wytrzymatos§é - di-
elektryczna elementéw podwyzszona zostala wie-
lokrotnie. Uzyskano ponadto gtadka, tatwa do oczy-
szczania powierzchnie.

Elementy $§wiatfoczule wedlug wynalazku wy-
twarza sie¢ wykorzystujgc prostag metode lakierni-
czg, jak natryskiwanie pistoletem, co ulatwia pod-
jecie produkcji elementé6w w skali przemyslowej.

Doswiadczalne partie elementéw $§wiatloczutych
majgcych postaé kserograficznych stosowane sg
z powodzeniem w krajowych kserografach plyto-
wych, zas majgce posta¢ bebnéow — w automatycz-
nych kserografach rotacyjnych na przykiad typu

Rank-Xerox 660.
l

Zastrzezenia patentowe

1. Wielowarstwowy element $wiattoczuly do elek-
trofotografii zawierajacy przewodzace podloze i co
najmniej jedna warstwe z drobnoziarnistego foto-
przewodnika zmieszanego ze spoiwem organiez-
nym, znamienny tym, ze fotoprzewodzaca warstwa
lub fotoprzewodzacy uklad warstw elementu Swia-
tloczulego pokryte sa przezroczysta powloksg z ma-

- terialu -zawierajacego co najmniej jedng wielkocza-

steczkowg substancje blonotwércza, przy czym kon-
duktancja skros$na powloki jest wieksza, korzystnie
10 razy wieksza od ‘konduktancji skro$nej foto-
przewodzacej warstwy lub fotoprzewodzacego ukla-
du warstw w ciemnosci, a grubo$é powloki wy-
nosi 1 um do 100 um.

2. Element wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
przezroczysta powloka zawiera substancje - btono-
tworecza, taka jak zywica melaminowo-formalde-
hydowa, karbamidowa, ftalowa, poliamidowa, poli-
izocyjanianowa, poliestrowa, poliwinylowa lub ich
mieszaniny, oraz dodatek substancji nieorganicz-
nych lub organicznych zwiekszajgcych konduktan-
cje powloki, takich jak rodanki potasowcéw lub
wapniowcow, sole amoniowe chlorowcoéw, sole IV-
-rzedowe amin z kwasami sulfonowymi oraz kwa-
sy organiczne z co najmniej jednym atomem azo-
tu, albo atomem siarki w czasteczce.
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